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Abstract (en)
[origin: WO8502417A1] Method and an apparatus for the deposition of material on a substrate (7) through the method of chemical vapor deposition
without degrading the substrate by thermal stress. The substrates are supported by a carrier (6). Heat is supplied to the carrier from the side
opposite the substrate by one energy source (5) and to the side with the substrates by a second focused, or nearly focused, radiant energy source
(12) located outside the process chamber (2, 4). This complimentary heating configuration permits thin, flat substrates to be heated quickly and
efficiently to high temperature without inducing undesirable thermal stress.

Abstract (fr)
Procédé et appareil de dépôt de matière sur un substrat (7) en utilisant un processus de dépôt de vapeurs chimiques sans dégradation du substrat
par des contraintes thermiques. Les substrats sont supportés par un support (6). L'apport de chaleur au support du côté opposé aux substrats
s'effectue par une source d'énergie (5) et il s'effectue sur le côté avec les substrats à l'aide d'une seconde source d'énergie radiante focalisée
ou presque focalisée (12) située à l'extérieur de la chambre de traitement (2, 4). Cette configuration de chauffage complémentaire permet de
chauffer rapidement et efficacement des substrats minces et plats en les portant à une température élevée sans induire des contraintes thermiques
indésirables.
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